
























专利名称(译) 通过微立体光刻技术制造电容微机械超声换能器

公开(公告)号 US6632178 公开(公告)日 2003-10-14

申请号 US09/702907 申请日 2000-10-27

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

[标]发明人 FRASER JOHN DOUGLAS

发明人 FRASER, JOHN DOUGLAS

IPC分类号 B06B1/02 B81B3/00 A61B8/00 H04R19/00

CPC分类号 B06B1/0292 B33Y10/00 B33Y80/00

助理审查员(译) 帕特尔MAULIN

优先权 61/596759 2000-06-15 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声换能器由多个cMUT单元形成，每个单元包括与带相反电荷的基板电
容性相对的带电隔膜板。cMUT单元可以通过传统的半导体工艺制造，因
此与诸如偏置电荷调节器的辅助换能器电路集成。cMUT电池也可以通过
微立体光刻法制造，由此可以使用各种聚合物和其他材料形成电池。&lt;
/ PTEXT&gt;
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